
SPUTTER-LAB · ALD · 연구노트

Atomic Layer Deposition (ALD) - Principes, matériaux, évolutions,
applications

Innovations technologiques · 2026 · DOI: 10.51257/a-v2-re253

초록 기반score 9.0

1. 한 줄 요약 — 원자층증착(ALD)의 원리, 재료, 기술 발전, 응용을 다루는 프랑스어 리뷰 논문으로 추정되나, 초록이
제공되지 않아 구체적 내용은 원문 확인 필요.

2. 연구 배경

ALD는 반도체·디스플레이·에너지 소자 등에서 나노미터 수준의 두께 제어와 우수한 단차피복성(conformality)이 요구되는
응용이 늘어나면서 중요성이 커진 박막 증착 기술이다. 기존 CVD(화학기상증착)는 증착 속도는 빠르지만 고종횡비 구조에서 균일한
단차피복이 어렵고, PVD(물리기상증착, 예: 스퍼터링)는 시야선(line-of-sight) 특성상 3차원 구조체 내부 코팅에 한계가 있다는
점이 잘 알려진 문제이다. 이 논문은 제목상 이러한 배경 위에서 ALD의 원리와 재료 체계, 기술적 진화, 산업 응용을 종합적으로
정리하는 리뷰/튜토리얼 성격으로 추정되나, 실제로 어떤 선행 연구나 사례를 구체적으로 다루는지는 초록이 없어 원문 확인이
필요하다.

3. 핵심 기여

1) ALD 공정의 기본 원리(자기제한적 표면 반응, 순차적 전구체 노출 등)를 정리한 것으로 추정됨. 2) ALD에 사용되는 주요
재료군(산화물, 질화물, 금속 등)을 개괄한 것으로 추정됨. 3) ALD 기술의 최근 발전 동향(예: plasma-enhanced ALD, spatial
ALD 등)을 다룬 것으로 추정됨. 4) 반도체, 에너지, 광학 등 산업 응용 사례를 소개한 것으로 추정됨. 다만 구체적 기여 내용은 초록이
없어 원문 확인 필요.

4. 재료·소자 구조

제목만으로는 특정 재료나 소자 구조가 명시되어 있지 않음. 'matériaux(재료)'라는 키워드로 보아 ALD로 증착 가능한 다양한
재료(산화물, 질화물, 금속 박막 등)를 폭넓게 다루는 리뷰로 추정되나, 구체적 재료 리스트나 공정 조건은 원문 확인 필요.

5. 주요 성능 수치

• 증착 속도(GPC, growth per cycle): 초록 미기재 — 원문 확인 필요

• 단차피복성(step coverage): 초록 미기재 — 원문 확인 필요

• 박막 두께 균일도: 초록 미기재 — 원문 확인 필요

• 적용 온도 범위: 초록 미기재 — 원문 확인 필요

6. 기존 기술과의 비교



이 논문이 ALD를 CVD나 스퍼터링 같은 기존 박막 증착 기법과 구체적으로 어떻게 비교하는지는 초록이 없어 확인할 수 없다.
일반적으로 ALD는 CVD 대비 낮은 증착 속도이지만 우수한 단차피복성을, 스퍼터링 대비 저온 공정과 원자 단위 두께 제어를
강점으로 갖는다고 알려져 있으나, 이 논문이 이를 정량적으로 다루는지는 원문 확인이 필요하며, 정량 비교 가능한 문헌이 명시되지
않음.

7. 산업 적용 가능성

ALD는 이미 반도체 게이트 산화막, 커패시터 유전체, 배리어층 등에서 상용화된 기술이며, 이 리뷰는 그 산업적 응용 현황과 향후
확장 가능성(디스플레이, 태양전지, 촉매, 배터리 등)을 정리했을 것으로 추정된다. 다만 구체적 상용화 사례나 기술 성숙도(TRL)
평가는 원문 확인이 필요하다.

8. 한계와 남은 과제

리뷰 논문의 특성상 새로운 실험 데이터나 신규 공정 개발보다는 기존 지식의 정리에 초점이 맞춰져 있을 가능성이 높다. 또한
프랑스어로 작성되어 국제적 접근성이 제한될 수 있다. 초록이 제공되지 않아 실제 범위, 다루는 재료 시스템, 결론의 구체성 등은
판단할 수 없으며 원문 확인이 반드시 필요하다.

9. 연관 논문

• George, S. M. 'Atomic Layer Deposition: An Overview' (Chem. Rev. 2010) - ALD의 원리와 화학을 정리한 대표적
리뷰로, 이 논문의 원리 서술 부분과 비교될 수 있음.

• Miikkulainen et al. 'Crystallinity of inorganic films grown by atomic layer deposition' (J. Appl. Phys. 2013) -
ALD로 증착된 다양한 재료의 특성을 다룬 종합 리뷰.

• 실제 인용 목록은 원문 확인 필요.

10. 선정 이유

ALD는 스퍼터링과 함께 박막 증착 분야의 양대 축을 이루는 기술로, 이 논문은 그 원리·재료·응용을 아우르는 종합 리뷰로서
sputter-lab 서고 내 ALD 관련 기초 자료로서 참조 가치가 높다고 판단되어 선정된 것으로 추정된다. 다만 초록이 없어 novelty나
구체적 성과를 평가하기 어려운 한계가 있으며, 이는 원문 검토를 통해 보완되어야 한다.

11. 키워드 태그

• ALD

• 원자층증착

• 박막 리뷰

• 단차피복성

• 자기제한적 반응

• 재료 개발



• 산업 응용

• 프랑스어 리뷰논문
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